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１．概要（Summary） 

チタンの湿式エッチング加工において、チタンの溶解

速度が遅いため生産性に課題があった。本開発では電

解エッチング法を用いる事で、21 分の短時間でチタンシ

ートへの微細加工が可能であった。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

プラズマ CVD、リアクティブ・イオン・エッチャー、ドラフ

トチャンバー、超音波洗浄機、膜厚測定器、露光装置、ス

ピンコータ、ホットプレート、定電圧電源 

【実験方法】 

市販のチタン箔(1 種、20mｔ)両面に窒化ケイ素膜

1.5m を形成した後、窒化ケイ素膜片面について、φ

100m の貫通孔が形成出来るように、フォトレジスト法を

用いて、パターン加工した。作製した試料について、電解

エッチングプロセスにより、微細貫通孔の形成を試みた

(Fig.1)。電解液としては、エチレングリコールおよび塩化

ナトリウムを用いて、極間電圧は 20Vとした。3分間のエッ

チング→チタン膜表面の酸洗浄を繰り返す事で、貫通孔

の形成を試みた。 

 

Fig.1 Schematic illustration of  

electrolytic etching process 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

電解エッチング後のチタン箔の表面観察画像を Fig.2

に示す。電解エッチング法を用いることで、エッチング時

間21分でTi箔上に貫通孔の均一パターン成形が可能で

あった。また、表面の孔径は約 100m、裏面の孔径は約

80m であった。今後は、より大面積での均一パターン加

工が必要である。 

 

       (a)                (b) 

Fig.2 Surface observation of the titanium sheet 

after etching,(a)Front side,(b)Back side 
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